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Técnicas de litografia en Semiconductores
Microcredencial 6 ECTS (30h aula + 30h en SALA BLANCA)

CATEDRA UPM - INDRA en MICROELECTRONICA

a4 EL60% de
:QUE APRENDERAS EN ESTE CURSO? las clases se
realizaran en
1. Introduccion a la litografia Sala Blanca

i. Tipos de litografia
ii. Tipos de Resinas

iii. Ataquesy gases especificos para los
mismos

Litografia optica

3. Litografia por haz de electrones (e-beam
lithography, EBL)

4. Preparacion de mascaras para litografia

optica A.
5. NanoFrazor Lithography (NFL) — 7 A
Software de disefio de mascaras. /( MATRICULA 100% 1
GRATUITA,

7. Software de calculo de dosis basado en
simulaciones Montecarlo y disefio de FlNI::':?EADDROA H /
campos de escritura: BEAMER y TRACER ® ,PM-INDR

1— A
@ Del 16/02/2026 al 27/05/2026 (L y X de 17:00h a 20:00h)

9 PRESENCIAL. Aula 102L1 de la ETSIT y Sala blanca ISOM-IUPM
P4 comunidad.microelectronica@upm.es
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CARACTERISTICAS PARA LA ADMISION:

- Sera valorado positivamente haber superado la
microcrecencial "“Uso basico de Sala Limpia y
preparacion de muestras” a la hora de admitir a los
alumnos. Si no es asi, se tendra en cuenta alguna
experiencia previa en Sala Blanca.

« El nlimero maximo de alumnos admitidos sera 10 para
asegurar la calidad de la docencia en las sesiones
practicas (laboratorio).
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